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(54)【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法とその修復方法

(57)【要約】
【課題】  ゲートラインまたはソースラインが断線した
場合に、断線箇所を修復することが可能な液晶表示装置
の製造方法、およびその修復方法を提供する。
【解決手段】  ゲートライン１０２（またはソースライ
ン１０７）が、断線している場合、ガラス基板上面また
は裏面から断線部分１１０の両端にレーザー光を照射す
ることにより、ゲートライン１０２とソースライン１０
７間に形成された導電性ライン１０４とゲートライン１
０２（またはソースライン１０７）を、レーザー照射箇
所１１１を介して導通させることによって断線部分を修
復する。これにより、断線が原因で生じる線欠陥を回避
することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶表示装置のアレイ形成工程におい
て、
ガラス基板上にゲートラインを形成する工程と、
前記ゲートライン上に第一の層間絶縁膜を形成する工程
と、
前記第一の層間絶縁膜上に、前記ゲートラインの直上お
よび前記ゲートライン間に前記ゲートラインと直交する
方向に導電性ラインを形成する工程と、
前記導電性ライン上に第二の層間絶縁膜を形成する工程
と、
前記第二の層間絶縁膜上に、半導体層を形成する工程
と、
前記半導体層上に、前記ゲートラインと直交する方向に
形成された前記導電性ラインの直上のソースライン、ソ
ース電極、ドレイン電極を形成する工程と、
前記ソースライン上に第三の層間絶縁膜を形成する工程
と、
前記第三の層間絶縁膜に前記ドレイン電極と画素を接続
するためのコンタクトホールを形成する工程と、
前記第三の層間絶縁膜上のうち画素部に透明の導電性膜
を形成する工程と、を有することを特徴とする液晶表示
装置の製造方法。
【請求項２】  請求項１に記載のゲートラインまたはソ
ースラインが、その形成過程で断線している場合に、ガ
ラス基板上面または裏面から断線部分の両端部にレーザ
ー光を照射することにより、前記ゲートラインまたはソ
ースラインを、当該ゲートラインとソースライン間に形
成された導電性ラインとを導通させて断線部分を修復す
ることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項３】  液晶表示装置のアレイ形成工程におい
て、ゲートラインまたはソースラインが、その形成過程
で断線している場合に、ガラス基板上面または裏面から
断線部分の両端部にレーザー光を照射することにより、
前記ゲートラインまたはソースラインを、当該ゲートラ
インとソースライン間に形成された導電性ラインとを導
通させて断線部分を修復することを特徴とする修復方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置のア
レイ形成工程において、液晶本体のゲートラインまたは
ソースラインが断線している場合であっても、断線の修
復が容易な液晶表示装置の製造方法、およびその修復方
法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、パソコンの低価格化により、パソ
コンの普及率が急上昇している。また、モニターは、従
来主流であったＣＲＴモニターから液晶モニターへ移行
しつつある。液晶モニターの普及を加速させるために

2
は、より低価格で高品質な製品を提供しなければならな
い。そのためには、歩留まり向上が必須である。
【０００３】以下に従来の液晶表示装置の製造方法につ
いて説明する。
【０００４】図３は、この従来の液晶表示装置の製造方
法を示す断面図である。図３において、２０１はガラス
基板、２０２はゲートライン、２０３は層間絶縁膜Ａ、
２０４は半導体層、２０５はソースパターン、２０６は
層間絶縁膜Ｂ、２０７は透明電極を示す。
【０００５】上記構成の液晶表示装置を製造する場合、
まず、ガラス基板２０１上に金属材料をスパッタ法によ
り形成した後、その上にフォトレジストを塗布する。フ
ォトリソグラフィー法により、ゲートラインを形成する
型となるレジストパターンを形成し、そのレジストパタ
ーンを型としてドライエッチング法によりゲートライン
２０２を形成する。その後、ゲートライン２０２上に、
層間絶縁膜Ａ２０３を形成する。層間絶縁膜Ａ２０３と
しては、シリコン窒化膜を用いる。さらに、層間絶縁膜
Ａ２０３上に半導体層２０４を形成して、その上に、ソ
ースライン・ソース電極・ドレイン電極等のソースパタ
ーン２０５を形成する。ソースパターン２０５も、ゲー
トライン２０２と同様に、金属材料をスパッタ法により
形成した後、その上にフォトレジストを塗布する。フォ
トリソグラフィー法により、ソースパターンを形成する
型となるレジストパターンを形成し、そのレジストパタ
ーンを型としてドライエッチング法により形成する。最
後に、ソースパターン２０５上に層間絶縁膜Ｂ２０６を
形成して、層間絶縁膜Ｂ２０６上に透明電極２０７を形
成する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
従来例の構成では、アレイ形成工程途中でゲートライン
またはソースラインが断線した場合、修復することでき
ないため、画面を点灯した際、線欠陥となってしまいチ
ップ不良となるという問題点を有していた。
【０００７】そこで、本発明は上記従来の問題点を解決
するため、ゲートラインまたはソースラインが断線した
場合に、断線箇所を修復することが可能な液晶表示装置
の製造方法、およびその修復方法を提供することを目的
とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
に、本発明の液晶表示装置の製造方法は、液晶表示装置
のアレイ形成工程において、ガラス基板上にゲートライ
ンを形成する工程と、前記ゲートライン上に第一の層間
絶縁膜を形成する工程と、前記第一の層間絶縁膜上に、
前記ゲートラインの直上および前記ゲートライン間に前
記ゲートラインと直交する方向に導電性ラインを形成す
る工程と、前記導電性ライン上に第二の層間絶縁膜を形
成する工程と、前記第二の層間絶縁膜上に、半導体層を
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3
形成する工程と、前記半導体層上に、前記ゲートライン
と直交する方向に形成された前記導電性ラインの直上の
ソースライン、ソース電極、ドレイン電極を形成する工
程と、前記ソースライン上に第三の層間絶縁膜を形成す
る工程と、前記第三の層間絶縁膜に前記ドレイン電極と
画素を接続するためのコンタクトホールを形成する工程
と、前記第三の層間絶縁膜上のうち画素部に透明の導電
性膜を形成する工程と、を有することを特徴とする。
【０００９】本発明の液晶表示装置の製造方法において
は、ゲートラインまたはソースラインが、その形成過程
で断線している場合に、ガラス基板上面または裏面から
断線部分の両端部にレーザー光を照射することにより、
前記ゲートラインまたはソースラインを、当該ゲートラ
インとソースライン間に形成された導電性ラインとを導
通させて断線部分を修復することが可能となる。これに
より、断線が原因で生じる線欠陥を回避することができ
る。
【００１０】また、本発明は、液晶表示装置のアレイ形
成工程において、ゲートラインまたはソースラインが、
その形成過程で断線している場合に、ガラス基板上面ま
たは裏面から断線部分の両端部にレーザー光を照射する
ことにより、前記ゲートラインまたはソースラインを、
当該ゲートラインとソースライン間に形成された導電性
ラインとを導通させて断線部分を修復する修復方法を提
供する。これにより、断線が原因で生じる線欠陥を容易
に修復することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について
図面を参照しながら説明する。
【００１２】（実施の形態１）図１は、本発明の第１の
実施の形態を示す液晶表示装置の断面図である。図１に
おいて、１０１はガラス基板、１０２はゲートライン、
１０３は層間絶縁膜ａ、１０４は導電性ライン、１０５
は層間絶縁膜ｂ、１０６は半導体層、１０７はソースパ
ターン、１０８は層間絶縁膜ｃ、１０９は透明電極を示
す。また、図２には、本発明の第１の実施の形態である
平面図を示す。
【００１３】本発明の液晶表示装置を製造する場合、ま
ず、ガラス基板１０１上に金属材料をスパッタ法により
形成した後、その上にフォトレジストを塗布する。フォ
トリソグラフィー法により、ゲートラインを形成する型
となるレジストパターンを形成し、そのレジストパター
ンを型としてドライエッチング法によりゲートライン１
０２を形成する。
【００１４】その後、ゲートライン１０２上に、層間絶
縁膜ａ１０３を形成する。層間絶縁膜ａ１０３として
は、シリコン窒化膜を用いる。
【００１５】さらに、層間絶縁膜ａ１０３上に金属材料
をスパッタ法により堆積した後、フォトレジストを塗布
する。フォトリソグラフィー法により、導電性ラインを*
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*形成する型となるレジストパターンを形成し、そのレジ
ストパターンを型としてドライエッチング法により導電
性ライン１０４を形成する。ここで、導電性ライン１０
４は、ゲートラインの直上と、隣接ゲートライン間にゲ
ートラインと直交する方向に形成する。
【００１６】さらに、導電性ライン１０４上に、層間絶
縁膜ｂ１０５を形成し、層間絶縁膜ｂ１０５上に半導体
層１０６を形成する。
【００１７】この半導体層１０６上に、ソースライン・
ソース電極・ドレイン電極のソースパターン１０７を形
成する。ソースパターン１０７も、ゲートライン１０２
と同様に、金属材料をスパッタ法により形成した後、そ
の上にフォトレジストを塗布する。フォトリソグラフィ
ー法により、ソースパターンを形成する型となるレジス
トパターンを形成し、そのレジストパターンを型とし
て、ドライエッチング法により形成する。ここで、ソー
スラインは、導電性ライン１０４の直上に形成される。
【００１８】さらに、ソースパターン１０７上に層間絶
縁膜ｃ１０８を形成して、この層間絶縁膜ｃ１０８に、
ドレイン電極と画素を接続するためのコンタクトホール
を形成する。
【００１９】最後に、層間絶縁膜ｃ１０８上に透明電極
１０９を形成する。
【００２０】なお、本実施の形態においては、従来の液
晶表示装置の製造方法で使用されている材料や方法を、
適宜用いることができる。
【００２１】（実施の形態２）図４は、本発明の第２の
実施の形態を示す平面図である。図４において、１１０
は断線部分、１１１はレーザー照射箇所を示す。
【００２２】ソースライン１０７（またはゲートライン
１０２）が断線している場合、ガラス基板上面または裏
面から、断線部分１１０の両端にレーザー光を照射す
る。これにより、ゲートライン１０２とソースライン１
０７間に形成された導電性ライン１０４とゲートライン
１０２（またはソースライン１０７）を、レーザー照射
箇所１１１を介して導通させることによって断線部分を
修復する。
【００２３】
【発明の効果】以上説明したとおり、本発明の製造方法
は、ゲートラインまたはソースラインが断線している場
合に、ガラス基板上面または裏面から断線部分の両端に
レーザー光を照射することにより、ゲートライン－ソー
スライン間に形成された導電性ラインとゲートラインま
たはソースラインを導通させることで断線部分を修復す
ることができる、優れた液晶表示装置を提供できる。ま
た、本発明は優れた修復方法を実現できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態である液晶表示装置
の断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態である液晶表示装置
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の平面図である。
【図３】従来の液晶表示装置の断面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態である修復方法を示
す平面図である。
【符号の説明】
１０１  ガラス基板
１０２  ゲートライン
１０３  層間絶縁膜ａ
１０４  導電性ライン
１０５  層間絶縁膜ｂ
１０６  半導体層
１０７  ソースパターン *

6
*１０８  層間絶縁膜ｃ
１０９  透明電極
１１０  断線部分
１１１  レーザー照射箇所
２０１  ガラス基板
２０２  ゲートライン
２０３  層間絶縁膜Ａ
２０４  半導体層
２０５  ソースパターン
２０６  層間絶縁膜Ｂ
２０７  透明電極

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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